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【緒言】 

近年、感染症予防などに対する意識の高まりから、抗菌製品への関心が高まっている。 それら

の中でも基材に塗布するだけで抗菌機能を付与することができる塗料に注目が集まっており各種

基材への適用が試みられている。しかし、これら抗菌塗料は表面処理の際に膜厚の精密な制御が

困難であるため、光学用途で使用されるガラスやプラスチックに対して光学特性に影響を与える

ことなく抗菌処理を行うことは難しい。 そこで本研究では、成膜の際に精密な膜厚制御が可能な

真空蒸着で成膜できる抗菌剤の開発を目的として抗菌蒸着材料の開発を行った。この抗菌蒸着材

料で作製した薄膜の光学特性と抗菌効果について検証を行ったので報告する。 

【実験方法】 

抗菌蒸着材料は、SiO2粉末に対して、各種抗菌製品や塗料に用いられ、その抗菌効果に実績の

ある Agイオンを担持したゼオライトを任意の割合で添加することで作製した。成膜手法は真空

蒸着法を採用し蒸発源は電子ビームとした。抗菌薄膜の光学特性の評価は分光光度計を用いて透

過率の測定を行い、抗菌効果の評価は JIS Z2801(2010)に準拠して行った。 

【実験結果】 

 抗菌蒸着材料から作製した薄膜の抗菌効果を評価した結果、大腸菌と黄色ブドウ球菌に対して 

良好な抗菌効果を示すことを確認することができた。 

 

 

 

 

 

   

また、右図に示す通り、この抗菌薄

膜の透過率は SiO2薄膜の透過率とほ

ぼ同等であることがわかった。 

 この結果から、本研究で試作した抗 

菌蒸着材料で作製した薄膜は、光学レ 

ンズの反射防止膜として用いられる 

SiO2薄膜の代替として使用できると 

考えられる。 
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